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ａｎｄｍａｓｓｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ，ａｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｂａｓｅｏｎｎａｎｏｉｍｐｒｉｎｔｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙｗａｓｐｒｏｐｏｓｅｄ．Ａｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ

ｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔｓ ｍａｓｔｅｒ ｍｏｌｄ ｗａｓｐｒｅｐａｒｅｄ ｖｉａｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｐｈｏｔｏｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ ｏｒｅｌｅｃｔｒｏｎ ｂｅａｍ

ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ．Ｔｈｅｍｏｌｄｗａｓｔｈｅｎｉｍｐｒｉｎｔｅｄｏｎｔｏｔｈｅｎａｎｏｉｍｐｒｉｎｔｒｅｓｉｓｔｗｉｔｈｑｕａｒｔｚｓｕｂｓｔｒａｔｅ．Ｔｈｅ

ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｗａｓｔｒａｎｓｆｅｒｒｅｄｔｏｔｈｅｒｅｓｉｓｔａｎｄｔｈｅｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔｓｗｅｒｅａｃｈｉｅｖｅｄ．Ｉｎｃｏｎｔｒａｓｔｔｏ

ｏｔｈｅｒｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，ｔｈｅｎａｎｏｉｍｐｒｉｎｔｍｏｌｄｃａｎｂｅｒｅｐｅａｔｅｄｌｙｕｓｅｄｔｏｌｏｗｅｒｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｃｏｓｔａｎｄｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅ

ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ．Ｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｍｅｔｈｏｄ，ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔｓｗｉｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｔｆｅａｔｕｒｅｓｉｚｅｓ（ｍｉｎｉｍｕｍ２５０

ｎｍ，ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅａｎｇｌｅ７０°）ｗｅｒｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄｆｏｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅｐａｔｔｅｒｎｓ，ｗｈｉｃｈｈａｓａｇｏｏｄｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ

ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ，ｒｅａｌｉｚｉｎｇｈｉｇｈｆｉｄｅｌｉｔｙｒｅｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｒｅｌｉｅｆｓｔｒｕｃｔｕｒｅｗｉｔｈｈｉｇｈａｓｐｅｃｔｒａｔｉｏ．Ｔｈｅｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｃａｎ

ｆａｂｒｉｃａｔｅｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔｓｆｒｏｍｍｉｃｒｏｎｔｏｎａｎｏｍｅｔｅｒｓｃａｌｅｗｉｔｈｈｉｇｈｆｉｄｅｌｉｔｙ，ｌｏｗｃｏｓｔａｎｄｍａｓｓ

ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ．

犓犲狔狑狅狉犱狊：Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ Ｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔｓ；Ｌｏｗ ｃｏｓｔ；Ｍａｓｓｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ；Ｎａｎｏｉｍｐｒｉｎｔｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ；

Ｎａｎｏｍｅｔｅｒｓｃａｌｅ
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